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(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  簡便に高品質なカラー画像の表示が可能であ
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置を製造するこ
とができる有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製
造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】  基板上の画素に、インクジェット法によ
り液相の有機材料を吐出して有機層を形成するに際し
て、（ａ）あらかじめ基板上に画像認識パターンを形成
し、（ｂ）該画像認識パターンを画像認識装置によって
認識することにより基板又は画素の位置情報を得、
（ｃ）該基板又は画素の位置情報に基づいて、インクジ
ェットヘッド及び基板又は画素の位置合わせと、液相の
有機材料を吐出するタイミングとを制御することからな
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上の画素に、インクジェット法によ
り液相の有機材料を吐出して有機層を形成するに際し
て、
（ａ）あらかじめ基板上に画像認識パターンを形成し、
（ｂ）該画像認識パターンを画像認識装置によって認識
することにより基板又は画素の位置情報を得、
（ｃ）該基板又は画素の位置情報に基づいて、インクジ
ェットヘッド及び基板又は画素の位置合わせと、液相の
有機材料を吐出するタイミングとを制御することからな
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２】  画像認識装置によって認識し得る領域が
画素内であり、画像認識パターンが画素内に形成される
請求項１に記載の方法。
【請求項３】  画像認識パターンが基板上に２個以上形
成されており、該２個以上の画像認識パターンを相互に
結ぶすべての直線を直径として仮想的に作画される円の
うち少なくとも１つの円内に、液相の有機材料が吐出さ
れる画素が含まれる請求項１に記載の方法。
【請求項４】  少なくとも１個の画像認識パターンが、
液相の有機材料が吐出される画素内に形成されてなる請
求項３に記載の記載の方法。
【請求項５】  画像認識パターンが、基板上に形成され
た電極材料、有機材料及び／又は絶縁材料により形成さ
れてなる請求項１～４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】  基板が透明又は半透明であり、画像認識
装置が基板を通して画像認識パターンを認識する請求項
１～５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】  基板が透明又は半透明であり、画像認識
装置が基板を通して画像認識パターンを認識するととも
にインクジェットヘッドの位置をも認識する請求項１～
５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】  液相の有機材料が、高分子材料を含有す
る塗液である請求項１～６のいずれか１つに記載の方
法。
【請求項９】  あらかじめ基板上の画素間に、有機層よ
りも厚膜の隔壁層を形成し、該隔壁層で囲まれた領域内
に有機材料を吐出することからなる請求項１～８のいず
れか１つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル
ミネッセンス（ＥＬ）表示装置の製造方法に関し、より
詳細には、液相の有機材料を用いて、インクジェット法
により有機層を形成することからなる有機ＥＬ表示装置
の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来か
ら、有機ＥＬ素子における発光層を作製するために、電
極上の全面にスピンコート法、ディップ法、ロールコー
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ト法、ドクターブレード等の湿式成膜法、各種印刷法、
電着法等種々の方法が採用されている。
【０００３】しかし、湿式法では、有機ＥＬ素子の発光
層となる有機層を、カラー表示用の有機ＥＬ素子とする
ために異なる色ごとにパターニングすることは困難であ
る。
【０００４】これらを解決する方法の一つとして、有機
ＥＬ素子の発光層をインクジェット法によってパターニ
ングする技術が提案されている（特開平１０－１２３７
７号公報、Appl. Phys. Lett. 72, 519, 1998）。
【０００５】この方法によれば、発光層を、液相の有機
材料を用いて薄膜状に形成することが可能である。
【０００６】しかし、インクジェットヘッドと基板との
間にギャップが必要なので、インクジェットヘッドのノ
ズルから液相の有機材料を吐出させたとき、そのドット
の着弾した位置が、目標位置に対してずれる飛行曲がり
が生じる。また、ノズルから吐出する有機材料のドット
径を高精度に制御することは困難である。さらに、有機
ＥＬ表示装置の作製においては、可動式ＸＹテーブルを
用いて基板の位置を機械的に制御するが、この可動式Ｘ
Ｙテーブルでは機械的な位置合わせ誤差、例えば、約数
十μｍ程度の位置合わせ誤差が生じる。よって、インク
ジェット法による有機材料の塗布は、有機材料のドット
径の変動、飛行曲がり、機械的な位置合わせずれが重な
り、所定の位置に精度よく発光層を形成することが困難
であるという課題がある。
【０００７】そこで、各画素を撥水撥油性のバンクで囲
む方法が提案されている（特開平１１－８７０６２号公
報）。この方法は、透明基板上に形成された陽極をパタ
ーニングして陽極群を形成した後、陽極群間にバンクを
形成し、バンク間に電荷注入輸送層及び／又は発光層を
液相にて形成し、その上に陰極を形成する方法である
が、バンクは、撥水撥油性、つまり、その表面が液相の
臨界表面張力よりも小さいため、バンク間に液相を形成
する際に、必ず液相が画素内に収まり、隣接する画素を
汚染することがない。また、液相が画素間にまたがるこ
とがないので、画素間における漏電を防止できる。よっ
て、各画素は用いた有機蛍光物質の発光色を忠実に発光
することができ、極めて鮮やかなカラー表示が可能とな
る。
【０００８】しかし、この方法によっても、有機ＥＬ表
示装置が大型化すれば、基板位置の機械的ずれが大きく
なり、画素間における液相の分離は困難になる。さら
に、有機ＥＬ表示装置の高精細、高開口率化が必要にな
れば、陽極間にバンクを形成するためのスペースがなく
なるという問題が生じる。
【０００９】本発明は、上記の課題を解決するためにな
されたものであり、高品質のカラー画像を表示すること
ができる有機ＥＬ表示装置を簡便に製造することができ
る有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することを目的と
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する。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、基板上
の画素に、インクジェット法により液相の有機材料を吐
出して有機層を形成するに際して、（ａ）あらかじめ基
板上に画像認識パターンを形成し、（ｂ）該画像認識パ
ターンを画像認識装置によって認識することにより基板
又は画素の位置情報を得、（ｃ）該基板又は画素の位置
情報に基づいて、インクジェットヘッド及び基板又は画
素の位置合わせと、液相の有機材料を吐出するタイミン
グとを制御することからなる有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置の製造方法が提供される。
【００１１】
【発明の実施の形態】本発明は、基板上の画素に、イン
クジェット法によって有機層を形成する方法である。
【００１２】本発明において使用することができる基板
としては、通常ＥＬ表示装置等に用いられているもので
あれば特に限定されるものではなく、例えば、石英、ガ
ラス等の無機材料からなる基板、ポリエステル、ポリメ
タクリレート、ポリカーボネート、ポリサルホン等のプ
ラスチックからなるフィルム状又はシート状の基板等が
挙げられる。基板は、後述するように、基板を通して画
像認識パターン及び又はインクジェットヘッド等の位置
を認識することができるように、透明又は半透明である
ことが好ましい。なお、基板上には、あらかじめ又は有
機ＥＬ表示装置の製造工程中あるいは製造工程後に、電
極、絶縁層、種々の素子、回路等を形成してもよい。
【００１３】本発明の製造方法におけるインクジェット
法は、一般に、インクジェット記録技術を用いて、基板
の所定位置に液相の有機材料を吐出させる方法を意味
し、通常、インクジェット印刷機、インクジェット描画
装置、インクジェット機等とよばれている装置を用いて
行うことができる。インクジェット法を行う装置は、電
荷制御方式、発散方式、電気機械変換方式、電気熱変換
方式、静電吸引方式等の種々のものが含まれる。また、
インクジェット法を行う装置は、少なくともインク（液
相の有機材料）を吐出するインクジェットヘッドを備え
ており、任意に、インクジェットヘッドノズル、インク
ジェットヘッド位置制御手段、インクジェットタイミン
グ制御手段、基板支持台、基板位置制御手段等を備えて
いることが好ましい。
【００１４】また、このインクジェット機には、画像認
識装置が別途又はその一部として備えられていることが
好ましい。画像認識装置としては、例えばＣＣＤカメラ
等のような光学的な読み取り装置が挙げられ、この画像
認識装置によって、インクジェット機により、基板上に
吐出されたインク（液相の有機材料）等を画像認識する
ことができる。この画像認識装置は、認識した情報、具
体的には、後述するような画像認識パターンによる基板
又は画素の位置情報を、デジタル信号又はアナログ信号
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によって出力することができるものであることが好まし
い。なお、画像認識装置は、基板の上方から基板上を画
像認識できるように配置されていてもよいし、基板が透
明又は半透明である場合は、基板の下方から基板を通し
て基板上を画像認識できるように配置されていてもよ
い。また、画像認識装置が画像認識し得る領域は、基板
の全体であってもよいし、基板の一部、例えば、画素に
より形成される画面、１又は２以上の画素のみであって
もよい。さらに、画像認識装置によって画像認識し得る
領域は、その画像認識によって液相の有機材料が吐出さ
れる画素を含む領域であることが好ましい。
【００１５】本発明において使用する液相の有機材料と
は、インクジェット法により基板上に塗布することがで
きるように、有機材料をクロロホルム、ジクロロメタ
ン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、キシレン、アル
コール類等の適切な溶媒に溶解または分散させた塗液を
意味する。
【００１６】有機材料とは、例えば、有機発光材料、有
機発光材料に正孔輸送材料、電子輸送材料及び／又はド
ーパント等を組み合わせた材料、有機発光材料又は組み
合わせた材料が高分子材料又は無機材料中に分散される
ように、有機発光材料又は組み合わせた材料にさらに高
分子材料又は無機材料が添加された材料等をいう。なか
でも、ウェットプロセスにより成膜するため、有機発光
材料又は組み合わせた材料にさらに高分子材料が添加さ
れた材料であることが好ましい。
【００１７】ここで、有機発光材料としては、通常、有
機ＥＬ素子の発光材料として用いられるものであれば特
に限定されるものではなく、例えば、金属オキシノイド
化合物（８－ヒドロキシキノリン金属錯体）、ナフタレ
ン誘導体、アントラセン誘導体、ジフェニルエチレン誘
導体、ビニルアセトン誘導体、トリフェニルアミン誘導
体、ブタジエン誘導体、クマリン誘導体、ベンズオキサ
ゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、オキサゾール
誘導体、ベンズイミダゾール誘導体、チアジアゾール誘
導体、ベンズチアゾール誘導体、スチリル誘導体、スチ
リルアミン誘導体、ビススチリルベンゼン誘導体、トリ
ススチリルベンゼン誘導体、ペリレン誘導体、ペリノン
誘導体、アミノピレン誘導体、ピリジン誘導体、ローダ
ミン誘導体、アクイジン誘導体、フェノキサゾン、キナ
クリドン誘導体、ルブレン等の低分子材料、ポリ－ｐ－
フェニレンビニレン、ポリシラン等の高分子材料が挙げ
られる。
【００１８】正孔輸送材料としては、従来から光導電材
料において正孔の電荷輸送材料として用いられているも
の、有機ＥＬ素子の正孔輸送材料に用いられているもの
であれば特に限定されることなく、例えば、ポルフィリ
ン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン
誘導体等の低分子材料；ポリビニルカルバゾール、ポリ
－ｐ－フェニレンビニレン、ポリシラン等の高分子材
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料；トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イ
ミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラ
ゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン
誘導体、アリールアミン誘導体、アミン置換カルコン誘
導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導
体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベ
ン誘導体；水素化アモルファスシリコン、水素化アモル
ファス炭化シリコン、硫化亜鉛、セレン化亜鉛等の無機
化合物等が挙げられる。
【００１９】電子輸送材料としては、従来から光導電材
料において電子の電荷輸送材料として用いられているも
の、有機ＥＬ素子の電子輸送材料に用いられているもの
であれば特に限定されることなく、例えば、オキサジア
ゾール誘導体、トリアゾール誘導体、チオピラジンオキ
シド誘導体、ベンゾキノン誘導体、ナフトキノン誘導
体、アントラキノン誘導体、アントラキノジメタン誘導
体、ジフェノキノン誘導体、フルオレノン誘導体、フレ
オレニリデンメタン誘導体、ニトロ置換フルオレノン化
合物、シロール化合物等の低分子材料が挙げられる。
【００２０】ドーパントとしては、クマリン系色素、ピ
リジン系色素、ローダミン系色素、アクイジン系色素、
フェノキザゾン、ＤＣＭ、キナクリドン、ルブレン等の
蛍光性色素；Ａｕ、Ｐｔ、Ｂｒ、Ｉ、７，７，８，８－
テトラシアノキノジメタン、トリニトロフルオレノン、
ブロマニル等のアクセプター；アルカリ金属、アルカリ
土類金属、希土類元素、トリフェニルアミン誘導体、縮
合多環化合物等のドナー等が挙げられる。
【００２１】高分子材料としては、従来から当該分野に
おいて使用されている高分子材料であれば特に限定され
るものではなく、例えば、ポリビニルカルバゾール、ポ
リカーボネート、ポリメチルメタクリレート等が挙げら
れる。
【００２２】無機材料としては、従来から当該分野にお
いて使用されている無機材料であれば特に限定されるも
のではなく、例えば、ＳｉＯ、ＳｉＯ
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、ＭｇＯ等が挙

げられる。
【００２３】有機層は、通常、上記の液相の有機材料を
基板上に塗布した後、硬化させることにより形成するこ
とができる。硬化方法としては、焼成等の熱処理が挙げ
られる。熱処理条件としては、例えば、窒素等の不活性
なガス雰囲気下、６５～３５０℃程度の温度範囲、２０
～１２０分間程度の処理時間等が挙げられる。なお、有
機層の膜厚は、例えば、５～５０００ｎｍ程度が挙げら
れる。
【００２４】本発明の製造方法においては、まず、工程
（ａ）において、あらかじめ基板上に画像認識パターン
を形成する。
【００２５】画像認識パターンは、一般的な画像認識装
置により認識し得るものであればその材料、形状及び膜
厚、位置及び数等は特に限定されない。
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【００２６】例えば、画像認識パターンは、電極材料、
有機材料、絶縁材料等のいずれの材料によって形成する
ことができる。
【００２７】電極材料としては、有機ＥＬ表示装置の下
部電極や上部電極として使用し得るもの、具体的には、
アルミニウム、バナジウム、コバルト、ニッケル、タン
グステン、銀、金、カルシウム、チタニウム、イットリ
ウム、ナトリウム、ルテニウム、マンガン、インジウ
ム、マグネシウム、リチウム、イツテルビウム、ＬｉＦ
等の金属；マグネシウム／銅、マグネシウム／銀、ナト
リウム／カリウム、Ａｔ／ＡｔＯ

2
 、チリウム／アルミ

ニウム、チリウム／カルシウム／アルミニウム、ＬｉＦ
／カルシウム／アルミニウム等の合金；ＣｕＩ、Ｓｎ
Ｏ、ＺｎＯ、ＩＴＯ等の透明導電性材料；等の単層又は
積層層等が挙げられる。また、画像認識パターンは、こ
れらの材料をくりぬいたパターンとして形成されていて
もよい。有機材料としては、上述した有機材料等が挙げ
られる。絶縁材料としては、ポリイミド、ポリエチレン
テレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、感光性
レジスト等が挙げられる。
【００２８】画像認識パターンの形状は、例えば、図５
に示したように、円形；正方形、長方形、台形、平行四
辺形等の四角形；多角形；これらの組み合わせ形状；こ
れらのくりぬき形状等が挙げられる。膜厚は、０．１μ
ｍ～１０μｍ程度が挙げられる。なお、くりぬいたパタ
ーンとして形成される場合のパターンの高さも同程度が
挙げられる。
【００２９】画像認識パターンが形成される位置は、基
板上の画素内の任意の領域、画素間、基板上の画素によ
り形成される画面の外周領域等のいずれの位置であって
もよい。数は、例えば、基板上の画素内に形成される場
合には、各画素に１個あるいは複数の画素に１個であっ
てもよい。画素間に形成される場合には１個以上であれ
ばよい。画面の外周領域に形成される場合には２個以上
であればよい。また、基板上の画素内に１個以上かつ画
素間又は画面の外周領域に１個以上形成されていてもよ
い。なかでも少なくとも１個が画素内に形成されている
ことが好ましい。
【００３０】なお、画像認識パターンが基板上に２個以
上形成されている場合には、２個以上の画像認識パター
ンを相互に結ぶすべての直線を直径として仮想的に作画
される円のうち少なくとも１つの円内に、液相の有機材
料が吐出されるすべての画素が含まれることが好まし
い。
【００３１】次いで、工程（ｂ）において、画像認識パ
ターンを画像認識装置によって認識する。これによっ
て、基板又は画素の位置情報を得ることができる。な
お、インクジェット装置のインクジェトヘッドが固定さ
れているか、あるいはあらかじめインクジェットヘッド
の位置情報を得ることができる場合には、これらの情報
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7
を比較することにより、インクジェットヘッドに対する
基板又は画素の位置情報を得ることができる。また、あ
らかじめインクジェットヘッドの位置情報が得られない
場合でも、画像認識装置による画像認識パターンの認識
の際に、このパターンの上方からあるいは下方から基板
を通して、このパターンの認識と同時にインクジェット
ヘッドを認識して位置情報を得、これらの情報を比較す
ることにより、インクジェットヘッドに対する基板又は
画素の位置情報を得ることができる。
【００３２】続いて、工程（ｃ）において、上記で得ら
れた基板又は画素の位置情報に基づいて、インクジェッ
トヘッド及び基板又は画素の位置合わせと、液相の有機
材料を吐出するタイミングとを制御する。
【００３３】具体的には、図１（ａ）に示したように、
工程（ｂ）において得られた基板又は画素の位置情報に
基づいて、基板位置制御手段により基板を移動させるこ
とにより、インクジェットヘッドに対して基板又は画素
を最適な位置、例えば、位置ずれが±数μ程度以下、好
ましくは±５μｍ程度以下、より好ましくは±３μｍ程
度以下となる位置に合わせるとともに、基板又は画素を
最適な位置に合わせた瞬間に、インクジェットタイミン
グ制御手段によりインクジェットヘッドから有機材料を
吐出させるように制御することが好ましい。なお、この
ような制御は、図１（ｂ）に示したように、基板を移動
させる代わりに、基板を固定し、インクジェットヘッド
を移動させることによって行ってもよいし、図１（ｃ）
に示したように、基板及びインクジェットヘッドの双方
を移動させることによって行ってもよい。
【００３４】例えば、画像認識パターンが基板上に２個
以上形成され、液相の有機材料が吐出される画素が、こ
の２個以上の画像認識パターンを相互に結ぶすべての直
線を直径として仮想的に作画される円のうちの少なくと
も１つの円内にある場合、この２個以上の画像認識パタ
ーンをそれぞれ画像認識して、インクジェットヘッドの
位置に対して数μｍ以下の位置ずれ精度で、基板（画
素）の位置の情報を含む制御データが得られたときに、
インクジェットヘッドから有機材料を吐出することによ
り、ヘッドと吐出される画素の位置ずれを、ドットの飛
行曲がりによる塗布位置ずれに対して十分小さく抑える
ことができる。すなわち、ドット塗布位置ずれが、液相
の有機材料のドット径とドットの飛行曲がりのみに抑え
られることになるため、液相の有機材料を所望の画素内
に確実に吐出することができる。
【００３５】本発明においては、上記の製造方法におけ
る各工程の前、中又は後に、基板上に下部電極を、有機
層上に上部電極を形成することが好ましい。下部及び上
部電極は、通常、それぞれ陽極又は陰極として機能させ
るものであるため、上記電極材料の中から最適な材料を
選択して形成することが好ましい。なお、基板上に下部
電極を形成する際に、同じ材料で、同じ工程により、上
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記工程（ａ）における画像認識パターンを形成すること
が好ましい。
【００３６】また、本発明においては、液相の有機材料
を基板上に塗布する前に、あらかじめ画素が形成される
領域の間に隔壁層が形成されていることが好ましい。具
体的には、基板上に単位画素に対応する下部電極を複数
個形成した後、下部電極間に配置するように隔壁層を形
成することが好ましいが、下部電極を形成する前に所定
のパターンで隔壁層を形成し、隔壁層が形成されていな
い基板上の領域に下部電極を形成してもよい。隔壁層
は、例えば、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリフェニレンサルファイド、感光性レジスト等の
絶縁材料によって形成することができる。隔壁層の膜厚
は特に限定されるものではないが、後工程で形成される
有機層よりも厚膜に形成することが好ましく、具体的に
は、１μｍ～５０μｍ程度が挙げられる。隔壁層の形状
は特に限定されるものではないが、例えば、通常の有機
ＥＬ表示装置における単位画素がマトリクス状に配置さ
せることができるように、単位画素の周辺を囲む形状、
具体的には、格子状の形状に形成することが適当であ
る。なお、隔壁層の幅、縦横ピッチ等は、任意に設定す
ることができる。このような隔壁層の存在により、隔壁
層で囲まれた領域における基板上のみに液相の有機材料
を塗布することができる。
【００３７】なお、本発明においては、上述したような
基板上への有機層の形成を、１回のみ行ってもよいが、
複数回繰り返して行ってもよい。これにより、異なる材
料、異なる膜厚、異なる積層構造の有機層を、各単位画
素に対応して形成することができるとともに、カラー表
示に対応する異なる色を有する有機層を複数形成するこ
とが可能となる。また、有機層が、２層以上の積層層に
より構成される場合には、そのうちの少なくとも1層
が、上記の方法により、液相の有機材料から形成するも
のであれば、他の層はウェットプロセスにより形成して
もよいし、ドライプロセス（例えば、真空蒸着法、ＣＶ
Ｄ法、プラズマＣＶＤ法、スパッタ法等の乾式成膜法）
により形成してもよい。
【００３８】以下に、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造
方法を詳細に説明する。
実施例１
まず、図２（ａ）及び（ｂ）に示したように、厚み１．
１ｍｍの透明なガラス基板１０上に、スパッタリング法
により、膜厚１５０ｎｍの透明なインジウム錫酸化物
（以下、ＩＴＯと略す）膜１を形成し、パターンピッチ
５０μｍ、パターン幅３８μｍの複数のストライプ形状
の陽極にパターニングした。同時に、ＩＴＯ膜１の各画
素の中心付近に、画像認識パターン２として、直径８μ
ｍの円形の抜きパターンを形成した。
【００３９】次いで、得られたガラス基板１０上に感光
性ポリイミド膜を形成し、パターニングされたＩＴＯ膜
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9
１間に、フォトリソグラフィ及びエッチング工程により
パターンピッチ５０μｍ、パターン幅１５μｍ、高さ１
５μｍ程度の隔壁層３を形成した。隔壁層３は、ＩＴＯ
膜１に対して垂直方向において、パターンピッチ１５０
μｍ、パターン幅２５μｍとした。これにより、各画素
（３５μｍ×１２５μｍ）は、隔壁層３で囲まれること
となった。なお、画素の中心付近に画像認識パターン２
が存在しているが、この面積は、画素面積に対して１．
５％にすぎず、有機ＥＬ素子の発光機能を損なうもので
はない。
【００４０】得られたガラス基板１０上のＩＴＯ膜１表
面をＵＶオゾン洗浄した。
【００４１】その後、図３に示したように、固定された
インクジェットヘッド１２のノズルの下方であって、可
動式の透明なＸＹテーブル上に、ＩＴＯ膜１を上にして
ガラス基板１０を載置した。
【００４２】続いて、画像認識装置として高倍率ＣＣＤ
(charge coupled device)カメラ１１により、ガラス基
板１０の下側から画素内の画像認識パターン２を認識す
ることにより、吐出される画素及びこの画素を含むガラ
ス基板１０の位置情報を得た。
【００４３】次いで、この情報を、ＸＹテーブルとイン
クジェット機にデジタル信号で出力する。これにより、
ＸＹテーブルを稼動させて、固定されたインクジェット
ヘッド１２のノズルと、有機材料が吐出される画素との
位置ずれを±３μｍ以内の精度で制御するとともに、ノ
ズルと吐出される画素との位置ずれが制御された瞬間
に、ノズルから赤色発光層形成用の有機材料１３を、隔
壁層３で囲まれた各画素内に吐出させることができる。
有機材料１３は、０．３ｗｔ％のポリフェニレンビニレ
ン（ＰＰＶ）前駆体に、ＰＰＶに対して赤色蛍光色素で
あるローダミン１０１を０．０２ｗｔ％混合して赤色発
光層形成用の有機材料として調製したものを使用した。
その後、窒素雰囲気中において１５０℃で塗膜を硬化
し、膜厚５０ｎｍの赤色発光層４を形成し、赤色画素を
形成した。
【００４４】次に、別の液相の有機材料を、隔壁層３間
のガラス基板１０上に、上記と同様に、インクジェット
法により塗布した。有機材料は、０．３ｗｔ％のポリフ
ェニレンビニレン（ＰＰＶ）前駆体を緑色発光層形成用
の有機材料として調製したものを用いた。その後、窒素
雰囲気中において１５０℃で塗膜を硬化し、膜厚５０ｎ
ｍの緑色発光層５を形成し、緑色画素を形成した。
【００４５】さらに、０．５ｗｔ％のポリジオクチルフ
ルオレンを電子輸送層及び青色発光層形成用の有機材料
として調製し、この有機材料を、隔壁層３間のガラス基
板１０上全面にスピンコート法により塗布した。その
後、窒素雰囲気中において１５０℃で塗膜を硬化し、膜
厚５０ｎｍの電子輸送層及び青色発光層６を形成し、青
色画素を形成した。
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【００４６】続いて、抵抗加熱真空蒸着装置のチャンバ
ー内に、得られたガラス基板１０をセットし、同時に、
昇華材料用Ｍｏボートに１層目の陰極材料であるＣａ
と、２層目の陰極材料であるＡｌとを別々に載置し、１
０-6Torr程度に真空引きをして、得られたガラス基板１
０上に真空蒸着によって陰極を形成した。陰極は、１層
目のＣａ層７を、得られたガラス基板１０上に膜厚１０
０ｎｍ程度で蒸着し、２層目のＡｌ層８を、その上に膜
厚２００ｎｍ程度で蒸着した。
【００４７】これにより、ＸＹマトリクスで、大きさ７
５×７５ｍｍ、画面サイズ３６ｍｍ×２７ｍｍ、表示ド
ット数２４０（８０×ＲＧＢ）×１８０、単位画素ピッ
チ１５０μｍ（５０μｍ×ＲＧＢ）×１５０μｍ、各画
素サイズ３５μｍ×１２５μｍの基本設計値を有する有
機エレクトロルミネッセンス表示装置を形成した。
【００４８】この有機エレクトロルミネッセンス表示装
置のＲＧＢの素子構造は、赤色素子がＩＴＯ（陽極）／
ＰＰＶ＋ローダミン１０１（赤色発光層）／ポリジオク
チルフルオレン／Ｃａ／Ａｌ（陰極）であり、緑色素子
がＩＴＯ／ＰＰＶ（緑色発光層）／ポリジオクチルフル
オレン／Ｃａ／Ａｌであり、青色素子がＩＴＯ／ポリジ
オクチルフルオレン（青色発光層）／Ｃａ／Ａｌであ
り、インクジェット法により、各発光材料を確実に塗布
されるべき画素内に塗布することができ、各画素がその
ＲＧＢの発光色を忠実に発光するものであった。
【００４９】実施例２
まず、図４に示したように、厚み１．１ｍｍの透明なガ
ラス基板２０上に、スパッタリング法により、膜厚１５
０ｎｍのＩＴＯ膜を形成し、パターンピッチ５０μｍ、
パターン幅３８μｍの複数のストライプ形状の陽極にパ
ターニングした。同時に、画像認識パターン２２を、表
示画面２１の対角位置の２ヶ所にＩＴＯパターンで形成
した。なお、画像認識パターン２２は、２つの画像認識
パターン２２を結ぶ直線を直径として仮想的に作画され
る円２３内に、有機材料が吐出されるすべての画素が含
まれる位置に形成した。
【００５０】次いで、得られたガラス基板上に感光性ポ
リイミド膜を形成し、パターニングされたＩＴＯ膜間
に、フォトリソグラフィ及びエッチング工程によりパタ
ーンピッチ５０μｍ、パターン幅１５μｍ、高さ１５μ
ｍ程度の隔壁層を形成した。隔壁層は、ＩＴＯ膜に対し
て垂直方向において、パターンピッチ１５０μｍ、パタ
ーン幅２５μｍとした。これにより、各画素（３５μｍ
×１２５μｍ）は、隔壁層で囲まれることとなった。
【００５１】得られたガラス基板のＩＴＯ膜表面をＵＶ
オゾン洗浄した後、固定されたインクジェットヘッドの
ノズルの下方であって、可動式の透明なＸＹテーブル上
に、ＩＴＯ膜を上にしてガラス基板を載置し、高倍率Ｃ
ＣＤカメラ１１により、ガラス基板１０の下側から画素
内の画像認識パターン２２を認識することにより、吐出
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11
される画素及びこの画素を含むガラス基板の位置情報を
得、固定されたインクジェットヘッドのノズルと有機材
料が吐出される画素との位置ずれ及び有機材料の吐出タ
イミングを制御し、赤色発光層、緑色発光層及び青色発
光層を形成した。
【００５２】続いて、実施例１と同様に、膜厚１００ｎ
ｍ程度のＣａ層と、膜厚３００ｎｍ程度のＡｌ層とから
なる陰極を形成し、ＸＹマトリクスで、大きさ７５×７
５ｍｍ、画面サイズ３６ｍｍ×２７ｍｍ、表示ドット数
２４０（８０×ＲＧＢ）×１８０、単位画素ピッチ１５
０μｍ（５０μｍ×ＲＧＢピッチ）×１５０μｍ、各画
素サイズ３５μｍ×１２５μｍの基本設計値を有する有
機エレクトロルミネッセンス表示装置を形成した。
【００５３】この有機エレクトロルミネッセンス表示装
置のＲＧＢの素子構造は、赤色素子がＩＴＯ（陽極）／
ＰＰＶ＋ローダミン１０１（赤色発光層）／ポリジオク
チルフルオレン／Ｃａ／Ａｌ（陰極）であり、緑色素子
がＩＴＯ／ＰＰＶ（緑色発光層）／ポリジオクチルフル
オレン／Ｃａ／Ａｌであり、青色素子がＩＴＯ／ポリジ
オクチルフルオレン（青色発光層）／Ｃａ／Ａｌであ
り、インクジェット法により、各発光材料を確実に塗布
されるべき画素内に塗布することができ、各画素がその
ＲＧＢの発光色を忠実に発光するものであった。
【００５４】
【発明の効果】本発明によれば、画像認識パターン及び
装置による基板又は画素の位置情報を得、この情報に基
づいてインクジェットヘッド及び基板又は画素の位置合
わせと、液相の有機材料の吐出タイミングとを制御する
ことにより、インクジェットヘッドと吐出される領域と
の位置ずれを、ドットの飛行曲がりによる塗布位置ずれ
に対して十分小さく抑えることができ、液相の有機材料
を、確実に吐出させるべき領域に塗布することができ
る。これにより、高品質なカラー画像表示が可能である
有機ＥＬ表示装置を製造することが可能となる。
【００５５】また、画像認識装置によって認識し得る領
域が画素内であり、画像認識パターンが画素内に形成さ
れる場合、あるいは画像認識パターンが基板上に２個以
上形成されており、該２個以上の画像認識パターンを相
互に結ぶすべての直線を直径として仮想的に作画される
円のうち少なくとも１つの円内に、液相の有機材料が吐
出される画素が含まれる場合には、インクジェットヘッ
ドと吐出される領域との位置ずれを、ドットの飛行曲が
りによる塗布位置ずれに対して最小限に抑えることがで
き、液相の有機材料を、より確実に吐出させるべき領域
に塗布することができる。
【００５６】さらに、少なくとも１個の画像認識パター
ンが、液相の有機材料が吐出される画素内に形成されて
なる場合には、液相の有機材料を、さらに確実に吐出さ
せるべき領域に塗布することができる。
【００５７】また、画像認識パターンが、基板上に形成*
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*された電極材料、有機材料及び／又は絶縁材料により形
成されてなる場合には、画像認識パターンを、有機EL表
示装置における素子を構成する電極、有機層等と同時に
形成することが可能となり、工程数の増加を招くことな
く、製造コストの低下を図ることができる。
【００５８】さらに、基板が透明又は半透明であり、画
像認識装置が基板を通して画像認識パターンを認識する
か、あるいは基板が透明又は半透明であり、画像認識装
置が基板を通して画像認識パターンを認識するとともに
インクジェットヘッドの位置をも認識する場合には、ま
た、あらかじめ基板上の画素間に、有機層よりも厚膜の
隔壁層を形成し、該隔壁層で囲まれた領域内に有機材料
を吐出する場合には、その隔壁層の構成材料表面の状態
を、非常に特殊な状態に、例えば、有機材料でぬれた状
態に調整して隔壁層を形成する必要がなく、また、隔壁
層の存在によって、基板上の領域を単位画素ごとに区切
ることができるため、細管を用いた有機材料の吸引除去
を確実又は厳密に制御しながら行うことが可能となり、
均一かつ高精度に有機層を製造することが可能となり、
高品質の有機ＥＬ表示装置の製造を実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における
インクジェットヘッド及び基板又は画素の位置合わせと
液相の有機材料を吐出するタイミングとの制御を説明す
るためのブロック図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の実施例
を説明するための有機ＥＬ表示装置の要部の概略平面図
及び断面図である。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の実施例
を説明するための概略工程図である。
【図４】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の別の実
施例を説明するための有機ＥＬ表示装置の要部の概略平
面図である。
【図５】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法に使用す
る画像認識パターンの形状を示す図である。
【符号の説明】
１  ＩＴＯ膜
２、２２  画像認識パターン
３  隔壁層
４  赤色発光層
５  緑色発光層
６  電子輸送層及び青色発光層
７  Ｃａ層
８  Ａｌ層
１０、２０  ガラス基板（基板）
１１  高倍率ＣＣＤカメラ(画像認識装置)
１２  インクジェットヘッド
１３  有機材料
２１  表示画面



(8) 特開２００１－２８４０４７
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２３  ２つの画像認識パターンを結ぶ直線を直径として*
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*仮想的に作画される円

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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